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(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル

(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ層の上に形成される第２電極間あるい
は第２電極と第１電極との間の絶縁性を確保して、かつ
有機ＥＬ素子の封止を薄膜で行う場合にも発光に寄与す
る有機ＥＬ膜の封止を確実に行うことを可能にする。
【解決手段】有機ＥＬディスプレイパネル１は、カラー
フィルタ２の表面に第１電極３が複数、平行なストライ
プ状に形成されている。カラーフィルタ２上には絶縁性
の隔壁４が、第１電極３上の所定位置に複数の有機ＥＬ
素子５を形成するための領域を残して、第１電極３と直
交する平行なストライプ状に形成されている。第１電極
３及び隔壁４上に有機ＥＬ層６が形成され、有機ＥＬ層
６上に第２電極７が形成されている。隔壁４はフォトレ
ジストにより形成され、第２電極７と平行に延びる２本
の逆テーパ状の凸条４ａ，４ｂと、その外側に形成され
た順テーパ状の絶縁層８とで構成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  有機エレクトロルミネッセンス材料の薄
膜からなる発光層を備えた有機エレクトロルミネッセン
ス素子をマトリックス状に配置した有機エレクトロルミ
ネッセンスディスプレイパネルであって、
第１電極が表面に平行なストライプ状に形成された基板
と、
前記第１電極上の所定位置に複数の前記有機エレクトロ
ルミネッセンス素子を形成するための領域を残して、前
記第１電極と交差する状態で設けられた絶縁性の隔壁
と、
前記領域上に形成された有機エレクトロルミネッセンス
層と、
少なくとも前記有機エレクトロルミネッセンス層を覆う
とともに、平行なストライプ状に形成された第２電極と
を備え、
前記絶縁性の隔壁は前記第１電極と対向する側ほど幅が
狭くなる逆テーパ状に形成された２本の凸条と、両凸条
の外側に沿って底面側が幅広となるテーパ状に形成され
た絶縁層とから構成されている有機エレクトロルミネッ
センスディスプレイパネル。
【請求項２】  前記絶縁層はポジ型レジストで形成され
ている請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス
ディスプレイパネル。
【請求項３】  前記有機エレクトロルミネッセンス素子
を覆う保護膜が形成されている請求項１又は請求項２に
記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネ
ル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロル
ミネッセンス（以下、単に有機ＥＬという）を利用し、
有機ＥＬ材料の薄膜からなる発光層を備えた有機ＥＬ素
子をマトリックス状に配置した有機ＥＬディスプレイパ
ネルに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】この種の有機ＥＬディスプレイパネル
は、第１電極（陽極）と第２電極（陰極）との間に有機
ＥＬ層が形成されている。有機ＥＬ層をマトリックス状
に配置した構成とするためには、有機ＥＬ層を形成した
後に、第２電極を第１電極と交差（直交）する平行なス
トライプ状に形成する必要がある。しかし、有機ＥＬ材
料は水分に弱いため、ウエットプロセスであるフォトリ
ソグラフ法により第２電極を形成することはできず、一
般に蒸着法により形成されている。このとき、第２電極
と第１電極との絶縁性及び隣接する第２電極同士の絶縁
性を確保するため、第２電極と平行に延びる複数の隔壁
を設けることが行われている。
【０００３】例えば、特開平８－３１５９８１号公報に
は、図４に示すように、基板４１上に平行に形成された
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陽極４２と直交する方向（図４の紙面と垂直方向）に形
成された絶縁層４３と、その上に形成された逆テーパ状
の隔壁４４とを設けて、有機ＥＬ層４５の上に形成され
た陰極４６同士や陰極４６と陽極４２との絶縁性を確保
することが開示されている。
【０００４】また、有機ＥＬ材料は酸素や水分との反応
性が高いため、外気から遮断された状態で使用しない
と、大気中の酸素や水分により化学劣化が生じ、ダーク
スポットと呼ばれる発光しない領域が拡がるという問題
がある。この不具合を防止するためには、有機ＥＬ素子
を封止する必要がある。そして、封止方法としては図５
（ａ）に示すように、基板４１上に金属製又はガラス製
の封止カバー（封止缶）４７を接着して有機ＥＬ素子４
８を封止する方法がある。また、図５（ｂ）に示すよう
に、窒化ケイ素（ＳｉＮ）等の防湿性に優れた物質を使
用して、プラズマＣＶＤ等の方法で数千～数万ｎｍの厚
みの防湿膜（保護膜）４９を形成し、有機ＥＬ素子４８
を封止する方法もある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】ところが、有機ＥＬ素
子４８を封止カバー４７で封止すると、有機ＥＬディス
プレイパネルの厚みが非常に（最低でも２ｍｍ程度）増
大して薄型化に支障を来す。一方、防湿膜４９で封止す
る場合は、薄型化に関しては問題はないが、隔壁４４の
逆テーパ部の陰になる部分には成膜され難いため、図６
に示すように有機ＥＬ層４５の端部の封止が不充分とな
るという問題がある。
【０００６】本発明は前記従来の問題に鑑みてなされた
ものであって、その目的は有機ＥＬ層の上に形成される
第２電極間あるいは第２電極と第１電極との間の絶縁性
を確保して、かつ有機ＥＬ素子の封止を薄膜で行う場合
に、発光に寄与する有機ＥＬ層の封止を確実に行うこと
が可能になる有機ＥＬディスプレイパネルを提供するこ
とにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
め請求項１に記載の発明では、有機エレクトロルミネッ
センス材料の薄膜からなる発光層を備えた有機エレクト
ロルミネッセンス素子をマトリックス状に配置した有機
エレクトロルミネッセンスディスプレイパネルであっ
て、第１電極が表面に平行なストライプ状に形成された
基板と、前記第１電極上の所定位置に複数の前記有機エ
レクトロルミネッセンス素子を形成するための領域を残
して、前記第１電極と交差する状態で設けられた絶縁性
の隔壁と、前記領域上に形成された有機エレクトロルミ
ネッセンス層と、少なくとも前記有機エレクトロルミネ
ッセンス層を覆うとともに、平行なストライプ状に形成
された第２電極とを備え、前記絶縁性の隔壁は前記第１
電極と対向する側ほど幅が狭くなる逆テーパ状に形成さ
れた２本の凸条と、両凸条の外側に沿って底面側が幅広
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となるテーパ状に形成された絶縁層とから構成されてい
る。
【０００８】この発明では、互いに平行な第２電極同士
の絶縁が、隔壁を構成する逆テーパ状の２本の凸条によ
り確保される。また、前記２本の凸条の外側に設けられ
たテーパ状の絶縁層が存在するため、有機ＥＬ素子の封
止にＳｉＮ等の薄膜を使用した場合、表示部として機能
する部分の有機ＥＬ層を前記薄膜で確実に覆うことがで
きる。
【０００９】請求項２に記載の発明では、請求項１に記
載の発明において、前記絶縁層はポジ型レジストで形成
されている。従って、この発明では、ネガ型のレジスト
を使用した場合に比較して、逆テーパ状の凸条の陰にな
る部分にも絶縁層を形成し易くなる。
【００１０】請求項３に記載の発明では、請求項１又は
請求項２に記載の発明において、前記有機エレクトロル
ミネッセンス素子を覆う保護膜が形成されている。この
発明では、有機ＥＬ素子の封止に保護膜が使用されてい
るため、金属製やガラス製の封止カバーで封止を行う構
成に比較して有機ＥＬディスプレイパネルの薄型化が可
能になる。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した一実施
の形態を図１～図３に従って説明する。図１（ａ）に示
すように、有機ＥＬディスプレイパネル１は、例えば基
板としてのカラーフィルタ２の表面に第１電極（陽極）
３が複数、平行なストライプ状に形成されている。第１
電極３はＩＴＯ（インジウム錫酸化物）等からなる。ま
た、カラーフィルタ２上には絶縁性の隔壁４が、第１電
極３上の所定位置に複数の有機ＥＬ素子５を形成するた
めの領域を残して、第１電極３と直交する平行なストラ
イプ状に形成されている。カラーフィルタ２上には隔壁
４に隣接して有機ＥＬ層６が形成され、有機ＥＬ層６の
上に第２電極７（陰極）が形成されている。
【００１２】有機ＥＬ層６は例えば、第１電極３側から
順に積層された正孔注入層、正孔輸送層、発光層及び電
子輸送層の４層で構成されている。そして、有機ＥＬ層
６、有機ＥＬ層６を挟んで両側に形成された第１電極３
及び第２電極７により１個の有機ＥＬ素子５が構成され
ている。第１電極３及び第２電極７はそれぞれ複数の平
行なストライプ状に形成されるとともに、互いに直交す
る状態に配設されているため、有機ＥＬ素子５は両電極
３，７の交差部分においてカラーフィルタ２上にマトリ
ックス状に配置されることになる。
【００１３】隔壁４は第１電極３と対向する側ほど幅が
狭くなる逆テーパ状に形成された２本の凸条４ａ，４ｂ
と、両凸条４ａ，４ｂの外側に沿って底面側が幅広とな
るテーパ状に形成された絶縁層８とから構成されてい
る。両凸条４ａ，４ｂはネガ型フォトレジストにより形
成され、絶縁層８はポジ型フォトレジストにより形成さ
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れている。
【００１４】そして、有機ＥＬ層６及び第２電極７が絶
縁層８と対応する部分においては隔壁４に沿ってテーパ
状に形成されている。なお、有機ＥＬ層６のうち表示部
として機能する部分は隣接する隔壁４間に位置する平面
部分９であり、隔壁４及び絶縁層８と対応する部分は表
示機能は必要としない。
【００１５】また、有機ＥＬ素子５の表面は保護膜１０
で被覆されている。保護膜１０の材質としては、例え
ば、防湿性に優れた二酸化ケイ素ＳｉＯ

2
や窒化ケイ素

ＳｉＮが使用され、プラズマＣＶＤ法により保護膜１０
が形成されている。なお、図１（ａ）においては保護膜
１０の図示を省略している。
【００１６】次に前記のように構成された有機ＥＬディ
スプレイパネル１の製造方法を説明する。先ずパターニ
ング工程において、図２に示すように、カラーフィルタ
２上の有機ＥＬ層６を形成すべき位置と対応する箇所
に、複数の第１電極３がストライプ状に形成される。第
１電極３は蒸着により形成される。
【００１７】次に隔壁形成工程により第１電極３上の所
定位置に有機ＥＬ素子５を形成するための領域を残すよ
うにして隔壁４が第１電極３と直交するストライプ状に
形成される。先ず、隔壁４を構成する凸条４ａ，４ｂが
ネガタイプのフォトレジストを使用したフォトリソグラ
フ法により形成される。即ち、フォトレジスト溶液をス
ピンコート等の方法で塗布し、熱処理により溶剤を乾燥
させた後、マスキングして凸条４ａ，４ｂを形成すべき
部分のみを紫外線露光する。その後、適切なテーパ形状
が得られるように調整した熱処理条件で熱処理した後、
現像することにより、図３（ａ）に示すように、逆テー
パ状の凸条４ａ，４ｂが所定の間隔（例えば、１０μｍ
程度）をおいて形成される。
【００１８】次にポジ型のフォトレジストをスピンコー
ト等の方法で塗布し、熱処理により溶剤を乾燥させた
後、マスキングして、両凸条４ａ，４ｂの両外側部と対
応する部分を遮光して紫外線を照射した後、現像するこ
とにより、図３（ｂ）に示すように絶縁層８が形成され
る。フォトレジスト液を塗布する際に、表面張力の作用
により凸条４ａ，４ｂの近辺には、図３（ａ）に鎖線で
示すように、レジスト層１１が厚く塗布された状態とな
る。その結果、通常の露光、現像を行うことで、図３
（ｂ）に示すような順テーパ状の絶縁層８が形成され
る。
【００１９】次に隔壁４が良く乾燥された後、発光層形
成工程（有機ＥＬ層形成工程）により有機ＥＬ層６が形
成される。有機ＥＬ層６は有機ＥＬ層６を構成する各層
が真空蒸着により順次形成されることで形成される。各
層の厚みは１０～３００ｎｍである。有機ＥＬ層６を形
成する際はマスキングなしで真空蒸着が行われるため、
有機ＥＬ層６を形成する必要のない絶縁層８及び凸条４
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5
ａ，４ｂ上にも有機ＥＬ層が形成される。
【００２０】次に第２電極形成工程により、有機ＥＬ層
６を覆うとともに、第１電極３と直交する平行なストラ
イプ状の第２電極７が形成される。第２電極７はＡｌ
（アルミニウム）を真空蒸着することにより形成され
る。Ａｌを真空蒸着する際もマスキングなしで行われる
ため、第２電極７を形成する必要のない隔壁４上にもＡ
ｌ被膜が形成される。
【００２１】次にプラズマＣＶＤ装置を使用して所定の
成膜条件で、第２電極７や有機ＥＬ層６全体を被覆する
ように保護膜１０が形成される。保護膜１０をプラズマ
ＣＶＤ法で形成した場合は、真空蒸着法で形成した場合
と異なり、保護膜１０が有機ＥＬ層６や第２電極７の端
部において回り込むように付着されるため、有機ＥＬ層
６の端面も保護膜１０で被覆される。
【００２２】この実施の形態では以下の効果を有する。
（１）  第１電極３上に形成された有機ＥＬ層６の上に
第１電極３と直交するように形成されたストライプ状の
第２電極７同士を絶縁するための隔壁４が、逆テーパ状
に形成された２本の凸条４ａ，４ｂを備えている。従っ
て、第２電極７が真空蒸着法により形成される際、隣接
する凸条４ａ，４ｂ間に蒸着層が跨がることが防止さ
れ、第２電極７同士の短絡が防止される。
【００２３】（２）  隔壁４は各凸条４ａ，４ｂの外側
に沿っ形成された順テーパ状の絶縁層８を備えている。
従って、平面部分９から隔壁４に連なる有機ＥＬ層６及
びその上に積層形成された第２電極７を覆うように保護
膜１０を形成する際に、保護膜１０が薄くても確実に有
機ＥＬ素子５を封止することができる。即ち、有機ＥＬ
素子５の封止にＳｉＮ等の薄膜を使用した場合、表示部
として機能する平面部分９（発光に寄与する部分）の有
機ＥＬ層６を前記薄膜で確実に覆うことができ、水分等
による劣化に対する信頼性が向上する。
【００２４】（３）  絶縁層８はポジ型レジストで形成
されている。ネガ型のレジストを使用した場合は、現像
前のレジスト層１１に対して絶縁層８を形成すべき部分
を確実に露光する必要があるが、逆テーパ状の凸条４
ａ，４ｂの陰になる部分の露光が難しく、露光による硬
化が不十分となり易い。しかし、ポジ型レジストを使用
することにより、ネガ型のレジストに比較して、逆テー
パ状の凸条４ａ，４ｂの陰になる部分にも絶縁層８を形
成し易くなる。
【００２５】（４）  有機ＥＬ素子５を覆う保護膜１０
を形成して有機ＥＬ素子５の封止を行っている。従っ
て、金属製やガラス製の封止カバーで封止を行う構成に
比較して有機ＥＬディスプレイパネル１の薄型化が可能
になる。
【００２６】実施の形態は前記に限らず、例えば次のよ
うに構成してもよい。
〇  凸条４ａ，４ｂをポジ型レジストで形成してもよ *
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*い。しかし、ネガ型のレジストを使用する方が、逆テー
パ状の凸条４ａ，４ｂを形成し易い。
【００２７】〇  絶縁層８をネガ型レジストで形成して
もよい。
〇  レジストとしてフォトレジストに限らず、電子線レ
ジストを使用してもよい。
【００２８】〇  第２電極７は第１電極３と直交する構
成に限らず、交差する構成であればよい。
○  有機ＥＬ層６は必ずしも４層構成に限らない。
【００２９】○  保護膜１０を形成して有機ＥＬ素子５
を封止する代わりに、金属製又はガラス製の封止カバー
等で封止する構成としてもよい。前記実施の形態から把
握できる技術的思想（発明）について以下に記載する。
【００３０】（１）  請求項１～請求項３のいずれかに
記載の発明において、前記凸条はネガ型のフォトレジス
トにより形成されている。
（２）  有機ＥＬ材料の薄膜からなる発光層を備えた有
機ＥＬ素子をマトリックス状に配置した有機ＥＬディス
プレイパネルの製造方法であって、基板上に前記発光層
に対応する複数の第１電極をストライプ状に形成するパ
ターニング工程と、前記パターニング工程後に行われ、
前記第１電極上の所定位置に前記有機ＥＬ素子を形成す
るための領域を残すようにして、前記第１電極と交差す
るとともに２本の逆テーパ状の凸条と、その外側に形成
された順テーパ状の絶縁層を備えた絶縁性の隔壁を形成
する隔壁形成工程と、前記隔壁形成工程後に行われ、前
記領域上に有機ＥＬ層を形成する発光層形成工程と、前
記発光層形成工程後に行われ、少なくとも前記有機ＥＬ
層を覆うとともに、前記第１電極と直交する平行なスト
ライプ状の第２電極を形成する工程とを有する有機ＥＬ
ディスプレイパネルの製造方法。
【００３１】
【発明の効果】以上詳述したように請求項１～請求項３
に記載の発明では、有機ＥＬ層の上に形成される第２電
極間あるいは第２電極と第１電極との間の絶縁性を確保
して、かつ有機ＥＬ素子の封止を薄膜で行う場合に、発
光に寄与する有機ＥＬ膜の封止を確実に行うことが可能
になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  （ａ）は一実施の形態の有機ＥＬディスプレ
イパネルの保護膜を省略した概略部分斜視図、（ｂ）は
保護膜のある状態の部分模式断面図。
【図２】  有機ＥＬディスプレイパネルの基板の概略部
分斜視図。
【図３】  （ａ），（ｂ）は有機ＥＬディスプレイパネ
ルの製造工程における部分模式断面図。
【図４】  従来技術の有機ＥＬディスプレイパネルの部
分模式断面図。
【図５】  （ａ）は封止カバーとして封止缶を設けた有
機ＥＬディスプレイパネルの模式断面図、（ｂ）は同じ
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く防湿膜を設けた場合の模式断面図。
【図６】  防湿膜を設けた場合の模式断面図。
【符号の説明】
１…有機ＥＬディスプレイパネル、２…基板としてのカ*
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*ラーフィルタ、３…第１電極、４…隔壁、４ａ，４ｂ…
凸条、５…有機ＥＬ素子、６…有機ＥＬ層、７…第２電
極、８…絶縁層、１０…保護膜。

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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